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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Photoempfindliche Zusammensetzung zum Sandstrahlen und sie enthaltendes photoempfindliches 
Filrnlaminat 

® Es wird eine photoempfindliche Zusammensetzung fur 
das Sandstrahlen und ein photoempfindliches Filmlami- 
nat mit einer photoempfind lichen Schicht, die die photo- 
empfindliche Zusammensetzung enthalt, beschrieben. 
Die photoempfindliche Zusammensetzung enthalt (A) ein 
photopojymerisierbares Urethan(meth)acrylatoligome- 
res mit mindestens zwet Acryloylgruppen und/oder Me- 
thacryloylgruppen und eine Struktureinheit, dargestellt 
durch die Formel 
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(B) etne alkalUdsliche Verbindung und (C) einen Photopo- 
lymerisationsinitiator. 
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Beschreibung bilden, ungentigend. Es besteht daher ein groBer Bedarf zur 

Entwicklung einer photoempfindlichen Zusammensetzung 

Die Erfindung betrifft eine neue photoempfindliche Zu- niit verbesserten Eigenschaften. 

sammerisetzung zum Sandstrahlen. Sie betrifft insbesondere Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 

eine photoempfindliche Zusanunensetzung zum Sandstrah- 5 eine photoenipfindliche Zusammensetzung fur das Sand- 

len, die eine ausgezeichnete Alkalientwickelbarkeit, eine strahlen zur Verfiigung zu stellen, die eine ausgezeichnete 

ausreichende Adhasion an ein Substrat und Photoernpfind- Alkalientwickelbarkeit, Empfindlichkeit, Adhasion gegen- 

lichkeit zeigt und nach der Musterbildung eine hohe Elasti- tiber einern Substrat und Elastizitat, Weichheit und Resi- 

zitat und Weichheit und eine ausgezeichnete Resistenz ge- stenz gegenuber dem Sandstrahlen nach der Musterbildung 
genuber dem Sandstrahlen besitzt und daher die Hersteliung 10 zeigt und die zur Bildung feiner Metall- oder Isoliermuster 

feiner und praziser Muster ennoglicht, und ein photoemp- geeignet ist. 

findliches Filmlaminat, das diese enthalt. ErfindungsgemaB soli ein photoempfindliches Fiimlami- 

Das Sandstrahlen ist als eines der Verfahren zur Herstel- nat mit einer photoempfindlichen Schicht, die die oben be- 

lung von Mustem auf Substratoberflachen, wie Glas, Stein, schriebene photoempfindliche Zusammensetzung enthalt, 

Kunststoffen, Kerarnikmaterialien, Leder und Holz, be- 15 zur Verfiigung gestellt werden. 

kannt. Das Sandstrahlen erfolgt gemaB einem Verfahren, bei Die Erfinder haben ihre Untersuchungen durchgefuhrt 

dem eine Schablone verwendet wird, bei der eine Kau- und gefunden, daB eine photoempfindliche Zusammenset- 

tschukplattc, Papier usw. in das Substrat gestcckt und mit ci- zung fur das Sandstrahlen, die die oben crwahntcn Nachtcilc 

nem Schneidegerat usw. geschnitten wird, wobei das Muster der bekannten photoempfindlichen Zusammensetzungen 
der Schablone gebildet wird. Ein Abrasivstoff schlagt-gegetr~20 nicht besitzt und feine Muster ergibt, erhalten werden kann, 

das Substrat, um selektiv das Substrat abzuscjilel'fen. Das wenn ein photopolymerisierbares Urethan(meth)acrylatoli- 

Sandstrahlen wird ebenfalls bei einem Verfahren verwendet, gomeres, das als wesentliche Struktureinheit ein Reaktions- 

bei dem eine Photomaske, in der eine photoempfindliche produkt zwischen einer Diisocyanatverbindung und 1,4-Bu- 

Schicht aus einer photoempfindlichen Zusammensetzung tandiol enthalt, verwendet wird. Die vorliegende Erfindung 

auf einem Substrat angebracht wird, verwendet wird, ein 25 erfolgte aufgrund dieser Erkenntnis. 

Maskenmuster durch Photolithographic gebildet wird und Die vorliegende Erfindung betrifft eine photoempfindli- 

dann ein Schleifmittel gegen das Substrat gerichtet wird, um che Zusammensetzung bzw. Masse fur das Sandstrahlen, die 

das Substrat selektiv abzuschleifen. Das erstere Verfahren enthalt (A) ein photopolymerisierbares Urethan(meth)acry- 

erfordert muhsarne Verfahrensschritte mit einer niedrigen latoligomeres mit mindestens zwei Acryloylgruppen und/ 

Arbeitseffizienz. Andererseits wird bei dem letzteren photo- 30 oder Methacryloylgruppen und eine Struktureinheit, darge- 

lithographischen Verfahren eine hohe Arbeitseffizienz erhal- stellt durch die Formel. 
ten, es ist eine Feinbearbeitung moglich, und es ist wirksam, 

um Schaltkreise, zusammengesetzt aus einern Metallmuster ^ 

und einem Isoliermuster, insbesondere Metallleitermuster " 

und Isoliermuster, hergestellt aus Kerarnikmaterialien, fluo- 35 £- 0 — CaHs — O — C-j 

reszierenden Substanzen usw., einer Plasmadisphayplatte 

herzustellen. (B) eine alkalilosliche Verbindung und (C) einen Photo- 

Photoempfindliche Zusammensetzungen, die bis heute polymerisationsiniuator. 

fiir die Verwendung beim lithographischen Sandstrahlen Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein photoemp- 

vorgeschlagen wurden, umfassen eine Zusammensetzung, 40 findliches Filmlaminat mit einer photoempfindlichen 

die ein Uremanprapolymeres mit einer ethylenisch ungesat- Schicht, die eine photoempfindliche Zusammensetzung ent- 

tigten Gruppe am Ende, eine monofunktionelle, ethylenisch halt. 

ungesattigte Verbindung und einen Photopolymerisationsin- Die erfindungsgemaBe photoempfindliche Zusammenset- 

itiator enthalt (vergleiche JP-A-60- 10242), eine Zusarnmen- zung fur das Sandstrahlen besitzt eine ausgezeichnete Alka- 

setzung, die einen ungesattigten Polyester, ein ungesattigtes 45 Uentwickelbarkeit, Empfindlichkeit und Adhasion, und sie 

Monomeres und einen Photopolymerisadonsinitiator enthalt zeigt nach der Musterbildung Elastizitat und Weichheit und 

(vergleiche JP-A-55-103554), und eine Zusammensetzung, Resistenz gegenuber dem Sandstrahlen und ist fur die Bil- 

die Polyvinylalkohol und ein Diazoharz enthalt (vergleiche dung feiner Muster, wie Metallmuster und Isoliermuster, ge- 

JP-A-2-69754). Der Ausdruck " JP-A", wie er hier verwen- eignet. Das erfindungsgemaBe photoempfindliche Filmlami- 

det wird, bedeutet eine nichtgepriifte publizierte japanische 50 nat kann leicht in Position gebracht werden, und es ist fur 

Patentanmeldung. Diese photoempfindlichen Harzzusam- die feine Musterbildung auf elektronischen Kornponenten 

mensetzungen sind jedoch nachteilig dahingehend, daB die bevorzugt, 

Filmdicke schwierig zu kontrollieren ist, die Empfindlich- Das photopolymerisierbare Urethan(meth)acrylatoligo- 

keit, die Adhasion gegenuber einem Substrat und die Resi- mere, welches als Komponente, die fur die erfindungsge- 

stenz gegenuber dem Sandstrahlen ungenugend sind und 55 maBe photoempfindliche Zusammensetzung charakteri- 

eine Feinbearbeitung schwierig ist. Zur Beseitigung dieser stisch ist, verwendet werden kann, enthalt ein Reaktionspro- 

Nachteile wird in der JP-A-6-161098 eine photoempfindli- dukt zwischen einer Diisocyanatverbindung und 1,4-Butan- 

che Zusammensetzung fur das Sandstrahlen vorgeschlagen, diol als wesentliche Struktureinheit. Das photopplymerisier- 

die ein Urethanprapolymer, terminiert mit einer ethylenisch bare TJrethan-(meth)acrylat ist ein Produkt, erhalten durch 

ungesattigten Gruppe als Hauptkomponente, ein Cellulose- 60 Umsetzung der Struktureinheit mit einer (Meth)acrylatver- 

derivat und einen Polymerisationsiniuator enthalt. Obgieich bindung mit einer Hydroxylgruppe oder einer Carboxyl- 

diese Zusammensetzung nicht nur in der Alkalientwickel- gruppe. Die erfindungsgemaBe photoempfindliche Zusarn- 

barkeit, sondern in der Empfindlichkeit, der Adhasion ge- mensetzung, die das Reaktionsprodukt aus Diisocyanatver- 

genUber einem Substrat und der Elastizitat und der Weich- bindung/ 1,4-Butandiol als wesentliche Struktureinheit ent- 
hcit nach der Musterbildung ausgczcichnct ist und in ihrcr 65 halt, zeigt cine vcrbcsscrtc Adhasion gegenuber dem Sub- 

Sandstrahlresistenz, verglichen mit bekannten photoemp- strat und verbesserte Sandstrahlresistenz und ermoglicht da- 
findlichen Zusammensetzungen, uberlegen ist ist sie in ih- durch die prazise Bildung feiner Muster, wie MetalUeiter- 
rer Wirkung, feine Muster zur praktischen Verwendung zu muster und Isoliermuster, insbesondere Metallleitermuster, 
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und eines keramischen Oder fluoreszierenden Isoiiermusters 
fur eine Plasmadisplayplatte. Insbesondere ist ein Uret- 
han(meth)acrylatoligomeres mit vier oder mehreren Uret- 
hanbindungen im Molekiil da von bevorzugt.. Wenn die Zahl 
der Urethanbindungen in dem Urethan(meth)acrylatoligo- 
meren weniger als 4 betragt, wird die Resistenz gegeniiber 
dem Sandstrahlen beachdich verringert. 

Die Diisocyanatverbindung, die zur Hersteilung des Uret- 
han(meth)acrylatoligomeren verwendet werden kann, um- 
faBt aliphatische oder alicyclische Diisocyanatverbindun- 
gen, wie Dime thy lendiisocyanat Trime thy lendiisocy anat, 
Tetrame thy lendiisocy anat, Pentamethylendiisocyanat, He- 
xamethylendiisocyanat, Heptamethylendiisocyanat, 2,2-Di- 
methylpentan- 1 ,5-diisocy anat, Octamethy lendiisocy anat, 
2,5-Dimethy lhexan- 1 ,6-diisocy anat, 2,2,4-Trimethylpen- 
tan-1 ,5-diisocy anat, Nonamethylendiisocyanat, 2,2,4-Tri- 
methylhexandiisocyanat, Decamethylendiisocyanat und 
Isophorondiisocyanat. Dicsc konnen cntwcdcr individucll 
oder als Gemisch aus zwei oder mehreren davon verwendet 
werden. 

Gewunschtenfails kann 1,4-Butandiol, das, mit der Diiso- 
cyanatverbindung unter Bildung der wesentlichen Struktu- 
reinheit reagiert, zusammen mit einer oder mehreren ande- 
ren Diolverbindungen verwendet werden. Niitzliche andere 
Diolverbindungen umfassen Alkylenglykole (beispiels- 
weise Ethylenglykol, Propylenglykol, Diethylenglykol, 
Triethylenglykol, Di propylenglykol und Neopentylglykol) 
und Verbindungen mit einer Hydroxylgruppe an beiden En- 
den davon, die erhalten werden, indem ein Alkylenglykol 
mit Maleinsaure, Fumarsaure, Glutarsaure, Adipinsaure, S- 
Valerolacton, £-Caprolacton, p-Propiolacton, a-Methyl-^- 
propiolacton, JJ-Methyl-p-propiolacton, a-Methyl-p-pro- 
piolacton, P-Methylp-propiolacton, cccx-Dimethyl-P-pro- 
piolacton, |$,p-DimethylJi-propiolacton, Bisphenol A, Hy- 
drochinon, Dihydroxycyclohexan, Diphenylcarbonat, Phos- 
gen, Bernsteinsaureanhydrid usw. reagieren kann. 

Die (Melh)acrylatverbindung mit einer Hydroxylgruppe 
oder einer Carboxylgruppe, die bei der vorliegenden Erfin- 
dung verwendet werden kann, umfaBt Hydroxymethylacry- 
lat, Hydroxymethylmethacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, 2- 
Hydroxyethylmethacrylat, 3-Hydroxypropylacrylat, 3-Hy- 
droxypropylmethacrylat, Ethylenglykolmonoacrylat, Ethy- 
lenglykohnonomethacrylat, Glycerinacrylat, Glycerinme- 
thacrylat, DipentaerythritrnonoacrylaL, Dipentaerytliritmo- 
nomethacrylat, Acrylsaure, Methacrylsaure, Monohydroxy- 
ethylacrylatphlhalat und O0-Carboxypolycaprolactonmono- 
acrylat. Diese konnen entweder einzeln oder als Gemisch 
aus zwei oder mehreren verwendet werden. 

Das Urethan(meth)acrylatoligomere besitzt bevorzugt ein 
gewichtsdurchschnittliches Molekulargewicht von 1000 bis 
30.000. Wenn das gewichtsdurchschnitiliche Molekularge- 
wicht unter 1000 liegt, besitzt der gehartete Film der photo- 
empfindlichen Zusammensetzung eine erhohte Bindungs- 
kraft mit erhdhter Harte, wodurch die Resistenz gegeniiber 
dem Sandstrahlen verringert wird. Wenn das gewichtsdurch- 
schnittliche Molekulargewicht 30.000 uberschreitet, besitzt 
die Zusammensetzung eine erhohte Viskositat, wodurch die 
Beschichtungseigenschaften und die Verarbeitbarkeit. ver- 
schlechtert werden, und der entstehende gehartete Film be- 
sitzt einen erhohten elektrischen Widerstand. 

Die erfindungsgemaBe photoempfindliche Zusammenset- 
zung enthalt eine alkalilosliche Verbindung. Geeignete alka- 
lilosliche Verbindungen umfassen Cellulosederivate (im all- 
gemeinen mit einem Molekulargewicht von 20.000 bis 
200.000, bevorzugt von 30.000 bis 150.000), wic Hydrox- 
ypropylcellulose, Ethylhydroxyethylcellulose, Hydroxy pro- 
pylmethylcellulosephthalat und Hydroxypropylmethylcel- 
luloseacetatphthalat und Acrylsaure- oder Methacrylsaure- 



copolymere (im allgemeinen mit einem Molekulargewicht 
von 10.000 bis 150.000, bevorzugt von 30.000 bis 100.000). 
Geeignete Comonomere fur die Acryl- oder Methacrylsau- 
recopolymeren umfassen "Fumarsaure, Maleinsaure, Croton - . ^ 
5 saure, Zimtsaure, Methylacrylat, Methylmethacrylat, Ethyl- *■» 
/^acrylat, Emylmethacrylat, Butylacrylat, Butylmethacrylat, 
( Isobutylacrylat, Isobutylrnethacrylat, Monomethylfumarat, 

Monoethylfumarat, Monopropylfumarat, Monomethylma- ^ / 
leat, Monoethylmaleat, Monopropylmaleat, Sorbinsaure, 
10 Hydroxymethylacrylat,. Hydroxymethylmethacrylat, 2-Hy- 
droxyethylacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, 2-Hydrox- 
ypropylacrylat, 2-Hydroxypropylmethacrylat* Ethylengly- 
kolmonoacrylat, Ethylenglykolmonomethacrylat, Glycerin- 
acrylat, Glycerinmethacrylat, Dipentaerythritmonoacrylat, 
15 Dipentaerythritmonomethacrylat, Dimethylaminoethylacry- 
lat, Dimethylaminoethylmethacrylat, Tetrahydrofurfuryl- 
acrylat, Tetrahydrofurfurylmethacrylat, Acrylarnid, Metha- 
crylamid, Acrylnitril und Mcthacrylnitril. Die alkalilosliche 
Verbindung wird bevorzugt in einer Menge von 10 bis 
20 lOOGew.-Teilen pro 100 Gew.-Teile Urethan(meth)acryla- 
toiigomeres verwendet. 

Die Photopolymerisationsinitiatoren, die bei der vorlie- 
genden Erfindung verwendet werden konnen, umfassen 1- 
Hydroxycyclohexylphenylketon, 2,2-Dimethoxy- 1,2-diphe- 
25 nylethan- 1-on, 2-Methyl-l-[4-(meLhylthio)phenyl]-2-inor- 
pholinopropan- 1 -on, 2-Benzyl-2-dimethylarnino- 1 -(4-mor- 
pholinophenyl)bu tan- 1 -on, 2-Hydroxy-2-rnethyl- 1 -phenyl- 
propan- 1 -on, 2,4,6-Trimethylbenzoy ldiphenylphosphin- 
oxid, l-[4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl- 
30 1-propan-l-on, 2,4-Diethylthioxanthon, 2-Chlorthioxan- 
thon, 2,4-Dimethylthioxanthon, 3,3-Dimethyl-4-rnethoxy- 
benzophenon, Benzophenon, l-Chlor-4-propoxythioxan- 
thon, 1 -(4-Isopropylphenyl)-2-hydroxy-2-methy lpropan- 1- 
on, l-(4-Dodecylphenyl)-2-hydroxy-2-methylpropan-l-on, 
35 4-Benzoyl-4*-methyldimethylsulfid, 4-Dimethylaminoben- 
zoesaure, Methyl-4-dimethylaminobenzoat, Ethyl-4-Dime- 
thylaminobenzoat, Butyi-4-dimethylaminobenzoat, 2- 
Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoat, 2-Isoarnyl-4-dime- 
thylaminobenzoat, 2,2-Diethoxyacetophenon, Benzyldime- 
40 thylketal, Benzyl-P-methoxyethylacetal, 1 -Phenyl- 1,2-pro- 
pandion-2-(o-etlioxycarbonyl)oxim, Methyl-o-benzoylben- 
zoat, Bis(4-dimethylaminophenyl)keton, 4,4-Bisdiethyla- 
minobenzophenon, 4,4 , -Dichlorbenzophenon, Benzil, Ben- 
zoin, Benzoinmethylether, Benzoinethylether, Benzoiniso- 
45 propylether, Benzoin-n-butyiether, Benzoinisobutylether, p- 
Dimethylaminoacetophenon, p-t-Butyltrichloracetophenon, 
p-t-Butyldichloracetophenon, Thioxanthon; 2-Methylthio- 
xanthon, 2-Isopropylthioxanthon, Dibenzosuberon, ot,a-Di- 
chlor-4-phenoxyacetophenon und Pentyl-4-dimethylamin- 
50 obenzoat. Diese Initiatoren konnen entweder einzeln oder 
als Gemisch aus zwei oder mehreren davon verwendet wer- 
den. Der Photopolymerisationsinitiator wird bevorzugt in 
einer Menge von 0,1 bis 20 Gew.-Teilen pro 100 Gew.-Teile 
Feststoffgehalt der photoempfindlichen Masse verwendet. 
55 Gewunschtenfails kann die photoempfindliche Zusam- 
mensetzung zusatzlich ein photopolymerisierbares Mono- 
meres zur weiteren Verbesserung der Empfindlichkeit und 
zur Verhinderung, daB der gehartete Film am Entwickeln in 
der Dicke abnimmt oder quillt, verwendet werden. Niitzli- 
60 che photopolymerisierbare Monomere umfassen monofunk- 
uonelle Acrylmonomere, wie Acrylsaure, Methacrylsaure, 
2-Hydroxyethylacrylat und Ethylenglykolmonomethyle- 
theracrylat, und polyfunktionelle Acrylsauremonomere, wie 
Trimethylolpropantriacrylat und Tetramethylolpropante- 
65 traacrylat. Das photopolymerisierbare Monomere wird gc- 
eigneterweise in einer Menge von nicht mehr als 20 Gew.- 
Teile pro 100 Gew.-Teile Urethan(meth)acrylatoligomeres 
verwendet 
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Die erfindungsgemaBe photoempfindliche Zusammenset- 
zung kann gelost in einem organischen Losungsmittel ver- 
wendet werden. Illustrative Beispiele nutzlicher Losungs- 
mittel sind Ethyl englykolmonomethylether, Ethylenglykol- 
monoethylether, Propylenglykolmonornethylether, Propy- 
lenglykolmonoethylether, Diethylenglykolmonomethylet- 
her, Diethylenglykolmonoethylether, Diethylenglykoldime- 
thylether, Diethylenglykoldiethyiether, 2-Methoxybutylace- 
tat, 3-Methoxybutylacetat, 4-Methoxybutylacetat, 2-Me- 
thyl-3-methoxybutylacetat, 3-Methyl-3-methoxybutylace- 
tat, 3-Ethyl-3-methoxybutylacetat, 2-Ethoxybutylacetat und 
4-Ethoxy b uty lacetat. 

Die photoempfindliche Zusammensetzung fur das Sand- 
strahlen kann als Flussigkeit auf ein Substrat angewendet 
werden oder mittels Siebdruck auf ein Substrat aufgebracht 
werden, entsprechend der Verwendung. Auf den Gebieten, 
wo eine prazise Verarbeitung erforderlich ist, beispielsweise 
bci dcr Hcrstcllung clcktronischcr Komponcntcn, wird die 
Zusammensetzung bevorzugt als trockener photoempfindli- 
cher Film angewendet, der gebildet wird, indem die Zusam- 
mensetzung auf ein flexibles Filmsubstrat, gefolgt von 
Trocknen, aufgebracht wird. 

Ein solches photoempfindliches Filmlaminat wird herge- 
stellt, indem eine Losung aus photoempfindlicher Zusam- 
mensetzung in einem geeigneten Losungsmittel auf einen 
flexiblen Film, hergestellt aus einem synthetischen Harz 
(beispielsweise Polyethylenterephthalat, Polyethylenpoly- 
propylen, Polycarbonat, Polyvinylchlorid usw.), mit einer 
Dicke von beispielsweise 15 bis 125 um mittels eines App- 
likators, einer Stabbeschichtungsvorrichtung, einer Walzen- 
beschichtungsvorrichtung, einer VorhangsflieBbeschich- 
tungsvorrichtung usw. aufgebracht wird, so daB eine trok- 
kene Dicke von 10 bis 100 um erhalten wird und wobei die 
aufgetragene Schicht getrocknet wird. Sofem erforderlich, 
kann ein Abziehfilm auf der photoempfindHchen Schicht 
zum Schutz bis zur Verwendung vorgesehen werden. Ein 
bevorzugter Abziehfilm umfaBt einen Film aus Polyethylen- 
terephthalat (PET), Polyethylen, Polypropylen usw. mit ei- 
ner Dicke von etwa 15 bis 125 um, wobei ein Silicon daran 
angewendet oder gebacken wurde. 

Gewunschtenfalls kann eine wasserlosliche Harzschicht 
zwischen dem flexiblen Film und der photoempfindlichen 
Schicht vorgesehen werden, um zu verhindern, daB die pho- 
toempfindliche Schicht durch SauerstofF entsensibilisiert 
wird und um zu verhindern, daB ein Maskenmuster an der 
photoempfindlichen Schicht haftet, wenn sie in Kontakt mit 
der photoempfindlichen Schicht fur die Belichtung gebracht 
wird, gebildet wird. Die wasserlosliche Harzschicht wird 
bevorzugt gebildet, indem eine 5 bis 20 gew.-%ige waBrige 
Losung aus einem wasserloslichen Polymeren, wie Polyvi- 
nylalkohol oder teilweise verseiftem Polyvinylacetat, auf 
den flexiblen Film in einer trockenen Dicke von 1 bis 10 um 
angewendet wird und anschlieBend getrocknet wird. 

Eine typische Verwendungsart des erfindungsgemaBen 
photoempfindlichen Filmlaminats ist wie folgt. Der Abzieh- 
film wird von dem Filmlaminat abgestreift. Die freigelegte 
photoempfindliche Schicht wird in innigen Kontakt mit ei- 
nem Substrat, bevorzugt durch Verpressen in der Hitze, ge- 
bracht. Das Verpressen in der Hitze erfolgt, indem das Sub- 
strat vorerhitzt wird, der photoempfindliche Film darauf ge- 
legt wird und gepreBt wird. Der flexible Film wird dann ent- 
fernt, um die photoempfindliche Schicht zu belichten bzw 
freizuiegen. Eine Maske mit einem vorgeschriebenen Mas- 
kenmuster wird in Kontakt damit gebracht, und Licht fiir die 
Belichtung wird durch die Maskc cingcstrahlt, um die pho- 
toempfindliche Schicht zu belichten. Beispiele von Licht fiir 
die Belichtung umfassen Exzirner-Laserlicht, Rontgenstrah- 
len und Elektronenstrahlen, wie auch ultraviolettes Licht. 



Eine Niedrigdruck-Quecksilberlampe, eiro Hochdruck- 
Quecksilberlampe, eine Ultrahochdruck-QLi- .. Ksilberlampe, 
eine Xenonlampe etc. konnen verwendet werden. Nach der 
Belichtung wird die Maske entfernt, und der belichtete Film 

5 wird mit einem Alkalientwickler fur allgemeine Zwecke zur 
Entfernung der nichtbelichteten Flache entwickelt. Die Al- 
kalien, die in dem Alkalientwickler verwendet werden kon- 
nen, umfassen Hydroxide t Carbonate, Hydrogencarbonate, 
Phosphate oder Pyrophosphate von Alkalimetallen, wie Li- 

10 thium, Natrium und Kalium, primare Amine, wie Benzyla- 
min und Butylamin, sekundare Amine, wie Dimethylamin, 
Dibenzylamin und Diethanolamin, tertiare Amine, wie Tri- 
methylamin, Triethylamin und Triethanolamin, cyclische 
Amine, wie Morpholin, Piperazin und Pyridin, Poly amine, 

15 wie Ethylendiamin und Hexamethylendiamin, Arnmonium- 
hydroxidverbindungen, wie Tetramethylammoniumhydro- 
xid, Tetraethylammoniumhydroxid, Trimethylbenzylammo- 
niumhydroxid und Trimcthylphcnylbcnzylammoniumhy- 
droxid, Sulfoniumhydroxidverbindungen, wie Trimethyl- 

20 suHoniumhydroxid, Diemylmethylsulfoniumhydroxid und 
Diiiiethylbenzylsulfoniumhydroxid, Cholin und silicatent- 
haltende Puffer. Nach der Entwicklung wird das Substrat, 
auf dem nur die belichtete und gehartete Flache des photo- 
empfindlichen Films verbleibt, ganz stark unter Bildung des 

25 gewiinschLen Musters angeatzt. Die Schleifkorner, die zum 
Sandstrahlen verwendet werden konnen, umfassen Glasku- 
gelchen oder anorganische Teilchen (beispielsweise SiC, 
Si0 2? AI2O3 oder ZrO) rnit einer TeilchengroBe von 2 bis 
500 urn. 

30 Die folgenden Beispiele erlautern die Erfindung, ohne sie 
zu beschranken. Sofem nicht anders angegeben, sind alle 
Prozentgehalte und Teile durch das Gewicht ausgedriickt. 
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BEISPIEL 1 



Funfzig Teile einer 20%igen Ethyl acetadosung eines car- 
boxy len thai tenden Urethanacrylatoligomeren, enthaltend 
das Reaktionsprodukt einer Diisocyanatverbindung und von 
1,4-Butandiol als Struktureinheit (UV-9510EA, hergestellt 

40 von The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.; ge- 
wichtsdurchschnittliches Molekulargewicht (Mw): 10.000, 
Saurezahl: 20), 60 Teile einer 25%igen Methylethylketonlo- 
sung von Hydroxypropylmethylcelluloseacetatphthalat 
(HPMCAP, hergestellt von Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.) 

45 wurden vermischt. Dem Gemisch wurden weiter 1 Teil 2,2- 
Dimethoxy-2-phenylacetophenon, 0,005 Teile N-Nitroso- 
phenylhydroxylaminaluminiumsalz, 0,1 Teile Malachitgriin 
(hergestellt von Hodogaya Chemical Co., Ltd.) und 20 Teile 
Methylethylketon unter Riihren unter Herstellen einer pho- 

50 toempfindlichen Zusammensetzung fiir das Sandstrahlen 
beigemischt. 

Die entstehende photoempfindliche Zusammensetzung 
wurde auf einen 20 um dicken PET-Film mil einem Appli- 
kator in einer trockenen Dicke von 30 um aufgebracht und 

55 unter Bildung einer photoempfindlichen Schicht getrocknet. 
Ein 20 um dicker Polyethylen film wurde auf die photoemp- 
findliche Schicht unter einer Kautschukwalze festgeklebt, 
wobei darauf geachtet wurde, daB Luftblasen nicht einge- 
schlossen wurden. Es wurde ein photoempfindliches Filmla- 

60 minat hergestellt, 

Der Polyethylenfilm wurde von dem Laminat abgestreift, 
und die so freigelegte photoempfindliche Schicht wurde auf 
ein Glassubstrat daraufgelegt, auf 80°C vorerhitzt und unter 
einer Kautschukwalze gepreBt. Der PET-Film wurde abge- 

65 schalt, und cine Tcstmustcrmaskc wurde in innigen Kontakt 
mit der freigelegten photoempfindlichen Schicht gebracht. 
Die photoempfindliche Schicht wurde mit ultra violettem 
Licht, emittiert von einer Ultrahochdruck-Quecksilber- 
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lampe mit einer Energie von 200 mJ/cm 2 , durch eine Maske 
belichtet. Die Maske wurde entfemt und eine 0,2%ige waB- 
rige Natriumcarbonatlosung, gehalten bei 30°C, wurde bei 
einem Spruhdruck von 1,5 kg/crn 2 wahrend 30 Sekunden 
unter Bildung eines Musters aufgespruht. 5 

Die rninimale Linienbreite des Musters, die so gebiidet 
wurde, betrug 25 um, was ein Anzeichen fur die Adhasion 
der Musterschicht an das Substrat ist. Die Empfindiichkeit 
wurde mit einer Stouffer-21-Stufen-Tabelle (Stouffer Gra- 
phic Arts Equipment Co.) gemessen, sie betrug 6 Stufen. 10 
Die Resistenz gegenuber dem Sandstrahlen wurde wie folgt 
bewertet. Der Poly ethylen- Abziehfilm wurde von dem pho- 
toempfindlichen Filmlaminat abgestreift, und die freigelegte 
photoempfindliche Schicht wurde auf ein Glassubstrat, vor- 
erhitzt auf 80°C, aufgelegt und unter einer Kautschukwalze 15 
gepreBt. 

Der PET-Film wurde entfemt, und die gesamte Oberfla- 
chc der frcigclcgtcn photocmpfindlichcn Schicht wurde mit 
Licht mit einer Beiichtungsenergie von 200 mJ/cm 2 belich- 
tet. Die so gehartete Harzschicht wurde dem Sandstrahlen 20 
mil Glasperlen (#800, hergestellt von Fuji Seisakusho), die 
aus einer Sandstrahldiise herausgespritzt wurden, unterwor- 
fen, wobei die Diise in einer Entfernung von 80 mm von der 
geharteten Harzschicht angebracht war und ein BeschuB- 
druck von 2 kg/cm 2 angewendet wurde. Die Zeit, die erfor- 25 
derlich war, damit die gehartete Harzschicht durch Ab- 
schleifen verschwand, betrug 200 Sekunden. 

VERGLEICHSBEISPIEL 1 

30 

Ein photoempfindliches Filmlaminat fur das Sandstrahlen 
wurde auf gleiche Weise wie inBeispiel 1 hergestellt, ausge- 
nommen, daB 20% Ethylacetatlosung von W-9510EA mit 
20% Ethylacetatlosung von carboxylenthaltendem Urethan- 
acrylatoligomerem, enthaltend das Reaktionsprodukt aus ei- 35 
ner Diisocyanatverbindung, Ethylenglykol und Neopentyl- 
glykol, als Struktureinheit (UV-9532EA, hergestellt von The 
Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., Molekular- 
gewicht: 10.000, Saurezahl: 22) ersetzt wurden. Die Adha- 
sion an das Substrat, die Empfindiichkeit und die Resistenz 40 
gegenuber dem Sandstrahlen, bestimmt auf gleiche Weise 
wie in Beispiel 1, betrugen 35.um, 6 Stufen bzw. 90 Sekun- 
den. 

Patentanspriiche 45 

1. Photoempfindliche Zusammensetzung fur das 

Sandstrahlen, enthaltend 

(A) ein photopolymerisierbares Uret- 

han(meth)acrylatoligomeres rnit mindestens zwei 50 
Acryloylgruppen und/oder Methacryloylgruppen 
und einer Struktureinheit, dargestellt durch die 
Formel: 



II 

— E-O — CJia-0- c-3 

(B) eine alkalilosliche Verbindung und 

(C) einen Photopolymerisationsinitiator. 60 
2. Photoempfindliche Zusammensetzung fur das 
Sandstrahlen, enthaltend: 

(A) ein photopolymerisierbares Uret- 
han(meth)acrylatoligomeres, erhalten durch Um- 
sctzung von (a) cineni Reaktionsprodukt zwi- 65 
schen einer Diisocyanatverbindung und einer 
Diolverbindung, im wesentlichen enthaltend 1,4- 
Butandiol, mit (b) einem Acrylat- und/oder einer 
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Methacrylatverbindung mit einer Hyroxylgruppe 
oder eirier Carboxylgruppe, 

(B) eine alkalilosliche Verbindung und 

(C) einen Photopolymerisationsinitiator. 

3. Photoempfindliche Zusammensetzung fur das 
Sandstrahlen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die alkalildsliche Verbindung ein Cellulosede- 
rivat ist. 

4. Photoempfindliche Zusammensetzung fur das 
Sandstrahlen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die alkalilosliche Verbindung ein Cellulosede- 
rivat ist. 

5. Photoempfindliches Filmlaminat zum Sandstrahlen, 
umfassend einen flexiblen Film, eine photoempfindli- 
che Schicht, auf dem flexiblen Film vorhanden, und ei- 
nen Abziehfilm, der auf der photoempfindlichen 
Schicht vorhanden ist, wobei die photoempfindliche 
Schicht cnthalt 

(A) ein photopolymerisierbares Uret- 
han(rrteth)acrylatoligomeres mit mindestens zwei 
Acryloylgruppen und/oder Methacryloylgruppen 
und einer Struktureinheit, dargestellt durch die 
Formel: 

o 

i! 

— E-o — c 4 h b — .o- c-3 — 

(B) eine alkalilosliche Verbindung und 

(C) einen Photopolymerisationsinitiator. 

6. Photoempfindliches Filmlaminat zum Sandstrahlen, 
umfassend einen flexiblen Film, eine photoempfindli- 
che Schicht, auf dem flexiblen Film vorhanden, und ei- 
nen Abziehfilm, der auf der photoempfindlichen 
Schicht vorhanden ist, wobei die photoempfindliche 
Schicht umfaBt 

(A) ein photopolymerisierbares Uret- 
han(meth)acrylatoligomeres, erhalten durch Um- 
setzung von (a) einem Reaktionsprodukt zwi- 
schen einer Diisocyanatverbindung und einer 
Diolverbindung, im wesentlichen enthaltend 1,4- 
Butandiol, mit (b) einem Acrylat- und/oder einer 
Methacrylatverbindung mit einer Hyroxylgruppe 
oder einer Carboxylgruppe, 

(B) eine alkalilosliche Verbindung und 

(C) einen Photopolymerisationsinitiator. 




- Leerseite - 



